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Одним из методов повышения эксплуатационных свойств поверхности графитовых изделий в установках термоядерного синтеза является покрытие их защитным слоем вольфрама или композитным покрытием с внешним вольфрамовым слоем.
В качестве метода нанесения покрытий выбран метод магнетронного нанесения, так как он позволяет осуществлять нанесение однородных по толщине покрытий с высокой адгезией на функциональные элементы сложной пространственной геометрии. 
Нанесение покрытий проводилось на установке с магнетронной распылительной системой планарного типа косвенного охлаждения мишени. Диаметр мишени составлял 180 мм. Использовались мишени из чистого вольфрама. Расстояние между столом и мишенью составляло 150 мм, что обеспечивало равномерную толщину покрытий на образцах.
Эксперименты показали, что вольфрамовая пленка при нанесении на холодную подложку оказывается сильнонапряженной и это вызывает разрушение покрытия. В работе определен допустимый диапазон температур подложки для нанесения покрытий на основе вольфрама.
Объекты для нанесения покрытий изготовлялись из пирографита и терморасширенного графита. Исходя из требований к обработке поверхности, объекты предварительно полировались. Для устранения внутренних напряжений образцы из терморасширенного графита проводился отжиг вакууме с продувкой аргона при температуре 800-850°С, давление в камере составляло 1.3 Па. Образцы остывали в высоком вакууме до комнатной температуры.
[bookmark: _GoBack]Подготовленные объекты загружались в камеру, которая откачивалась диффузионным насосом до 6.4·10-5 мм рт. ст. Мишень и подложка предварительно очищались в тлеющем разряде в среде аргона.
Для того, чтобы определить оптимальные параметры, мы варьировали температуру подложки, отрицательное смещение на подложку и условия горения разряда. Было установлено, что при определенных параметрах газового разряда: I = 2.5 А, U = 500 В, температуре подложки 300 - 3500С и отрицательном смещении потенциала на подложку 600 В полученные покрытия вольфрама имели адгезионную прочность сравнимую с прочностью материала подложки.
Так как конструкционные элементы термоядерных установок имеют достаточно сложную геометрию, была разработана технологическая оснастка вакуумной камеры, которая позволяла наносить покрытия на объекты сложной формы. При указанных экспериментальных режимах проведено нанесение вольфрама на графитовые подложки. В результате получены покрытия на конструкционных элементах лимитера антенны ICRF установки ASDEX Upgrade с толщиной 10 мкм.
